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본 발명은 액정표시소자의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 액정표시소자의 오버레이키 형성방법은 3행

9열의 간격으로 분할된 컬러필터 오버레이 키(overlay key) 영역을 제공하는 단계; 블랙매트릭스패턴을 각 행마

다 3개의 패턴을 1, 5, 9열에 배치하는 단계; 적색(red) 마스크를 1행에 3개의 패턴을 1, 4, 7열에 배치하는 단

계; 녹색(green) 마스크를 2행에 3개의 패턴을 2, 5, 8열에 배치하는 단계; 및 청색 마스크를 3행에 3개의 패턴

을 3, 6, 9열에 배치하는 단계를 포함하여 구성되며, RGB 마스크 혼용이 가능한 설계를 통해 오버레이(overlay)

및 더미패턴키(dummy key) 적용시에 측정하던 데이터를 혼용 여부에 관계없이 안정적으로 측정하고 관리할 수 있

는 것이다.

대표도 - 도8
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특허청구의 범위

청구항 1 

3행 9열의 간격으로 분할된 컬러필터 오버레이 키(overlay key);

각 행마다 3개의 패턴을 1, 5, 9열에 배치한 블랙매트릭스;

1행에 3개의 패턴을 1, 4, 7열에 배치한 적색마스크;

2행에 3개의 패턴을 2, 5, 8열에 배치한 녹색마스크; 및

3행에 3개의 패턴을 3, 6, 9열에 배치한 청색마스크;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로하는 액정표시소자의

오버레이키.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 적색(red) 마스크는 1열을 A, 4열을 B, 7열을 C라고 할때, 정상일 경우는 블랙매

트릭스의 1행 1열의 패턴내에 적색(red)의 A가 배치되고, 녹색(green)과 혼용시에는 블랙매트릭스의 1행 5열의

패턴내에 적색(red)의 B가 배치되고, 청색(blue)과 혼용시에는 블랙매트릭스의 1행 9열의 패턴내에 적색(red)의

C가 배치되는 것을 특징으로하는 액정표시소자의 오버레이키.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 녹색(green) 마스크는 2열을 A, 5열을 B, 8열을 C라고 할때, 정상일 경우는 블랙

매트릭스의 2행 5열의 패턴내에 녹색(green)의 B가 배치되고, 적색(red) 혼용시에는 블랙매트릭스의 2행 1열의

패턴내에  녹색(green)의  A가  배치되고,  청색(blue)와  혼용시에는  블랙매트릭스의  2행  9열의  패턴내에  녹색

(green)의 C가 배치되는 것을 특징으로하는 액정표시소자의 오버레이키.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 청색 마스크는 3행에 3개의 패턴을 3, 6, 9열에 배치하고, 3열을 A, 6열을 C라고

할때, 정상일 경우는 블랙매트릭스의 3행 9열의 패턴내에 청색(blue)의 C가 배치되고, 녹색(green)과 혼용시에

는 블랙매트릭스의 3행 5열의 패턴내에 청색(blue)의 B가 배치되고, 적색(red)과 혼용시에는 블랙매트릭스의 3

행 1열의 패턴에 청색(blue)의 A가 배치되는 것을 특징으로하는 액정표시소자의 오버레이키.

청구항 5 

3행 9열의 간격으로 분할된 컬러필터 오버레이 키(overlay key) 영역을 제공하는 단계;

블랙매트릭스패턴을 각 행마다 3개의 패턴을 1, 5, 9열에 배치하는 단계;

적색(red) 마스크를 1행에 3개의 패턴을 1, 4, 7열에 배치하는 단계;

녹색(green) 마스크를 2행에 3개의 패턴을 2, 5, 8열에 배치하는 단계;

청색 마스크를 3행에 3개의 패턴을 3, 6, 9열에 배치하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로하는 액정표

시소자의 오버레이키 형성방법.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 적색(red) 마스크는 1열을 A, 4열을 B, 7열을 C라고 할때, 정상일 경우는 블랙매

트릭스의 1행 1열의 패턴내에 적색(red)의 A가 배치되고, 녹색(green)과 혼용시에는 블랙매트릭스의 1행 5열의

패턴내에 적색(red)의 B가 배치되고, 청색(blue)과 혼용시에는 블랙매트릭스의 1행 9열의 패턴내에 적색(red)의

C가 배치되는 것을 특징으로하는 액정표시소자의 오버레이키 형성방법.

청구항 7 

제5항에 있어서, 상기 녹색(green) 마스크는 2열을 A, 5열을 B, 8열을 C라고 할때, 정상일 경우는 블랙

매트릭스의 2행 5열의 패턴내에 녹색(green)의 B가 배치되고, 적색(red) 혼용시에는 블랙매트릭스의 2행 1열의

패턴내에  녹색(green)의  A가  배치되고,  청색(blue)와  혼용시에는  블랙매트릭스의  2행  9열의  패턴내에  녹색
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(green)의 C가 배치되는 것을 특징으로하는 액정표시소자의 오버레이키 형성방법.

청구항 8 

제5항에 있어서, 상기 청색 마스크는 3행에 3개의 패턴을 3, 6, 9열에 배치하고, 3열을 A, 6열을 C라고

할때, 정상일 경우는 블랙매트릭스의 3행 9열의 패턴내에 청색(blue)의 C가 배치되고, 녹색(green)과 혼용시에

는 블랙매트릭스의 3행 5열의 패턴내에 청색(blue)의 B가 배치되고, 적색(red)과 혼용시에는 블랙매트릭스의 3

행 1열의 패턴에 청색(blue)의 A가 배치되는 것을 특징으로하는 액정표시소자의 오버레이키 형성방법.

청구항 9 

일정간격을 두고 수직 및 수평방향으로 복수개의 R, G, B 컬러필터층 오버레이키가 형성된 기판; 및

상기 복수개의 R, G, B 컬러필터층 오버레이키상에 정렬되고, 적어도 하나 이상의 패턴영역이 대각선 방향으로

일정간격을 두고 형성된 마스크;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 오버레이키.

청구항 10 

제9항에  있어서,  상기  패턴영역은  블랙매트릭스  패턴인  것을  특징으로  하는  액정표시소자의

오버레이키.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 블랙매트릭스패턴의 크기는 30 μm 이상인 것을 특징으로 하는 액정표시소자의

오버레이키.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 RGB 마스크 혼용이 가능한 설계를 통해<14>

오버레이(overlay) 또는 더미키(dummy key) 적용시에 측정하던 데이터를 혼용 여부에 관계없이 안정적으로 측

정하고 관리할 수 있는 액정표시소자의 오버레이키 및 이를 형성하는 방법에 관한 것이다.

소자를 구동시키기 위해서는 트랜지스터, 캐패시터 등의 다양한 패턴이 요구되는데, 이러한 패턴을 형성하기<15>

위해서는 필름을 증착하고, 상기 필름상에 사진식각기술(photo-lithography)로 포토레지스트패턴을 형성한후

포토레지스트 패턴에 의해 상기 필름을 식각하는 과정이 요구된다.

구체적으로, 사진식각기술은 필름이 형성된 기판상에 포토레지스트를 순차로 도포하는 단계와, 자외선 파장을<16>

이용하여 상기 포토레지스트를 빛에 반응시키는 노광단계와, 반응된 포토레지스트를 현상하여 노광된 포토레지

스트를 패터닝하는 단계와, 상기 포토레지스트패턴의 정렬도를 검사(inspection)하는 단계의 순으로 진행된다.

이중 노광단계에서는 필름에 이식하고자 하는 패턴이 각인된 마스크를 이용하여 자외선 등의 광을 조사하는데,<17>

상기 마스크는 기판에 패턴을 인쇄하기 위해 기판과 광원사이에 위치하게 되며, 기판과 정확하게 정렬될 수 있

도록 다수의 얼라인 키를 포함한다.

특히, 기판이 대형화되고 패턴이 미세화됨에 따라 보다 정확한 정렬이 요구되고, 이에 따라 얼라인 키의 수와<18>

그 종류도 다양해지고 있다.

노광하는 방법으로는 기판을 여러 구역으로 나누어 여러번의 포토샷을 실시하여 기판 전체를 노광하는 방법이<19>

있다.

그러나, 기판이 대형화됨에 따라 한번의 포토샷(photo shot)으로 기판전체를 노광하는 대신에 여러 구역으로<20>

나누어 여러번의 샷(shot)을 실시하여야 하는 불편이 있다. 즉, 기판의 각 위치별로 다른 패턴이 각인된 마스

크를 이용하여야 하는 불편이 따르고, 포토샷과 포토샷간의 경계에서 스티칭(stitching) 불량이 발생하여 소자

의 구동시 스티칭 얼룩이 생긴다는 문제점이 있다.
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이러한 문제점을 해결하고자 최근에는 스캐너 방식의 일괄 노광방식으로 대체되고 있는 추세이다.<21>

이러한 관점에서, 종래기술에 따른 오버레이키(overlay key)를 이용한 액정표시장치 제조방법에 대해 첨부된<22>

도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.

도 1은 종래기술에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, 기판상에 블랙매트릭스와 컬러필터층의 오버레이<23>

키 배치도이다.

도 2는 종래기술에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, 패턴영역이 형성된 마스크를 개략적으로 나타낸 배<24>

치도이다.

도 3은 종래기술에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, R, G, B 컬러필터층 오버레이키가 형성된 기판을<25>

개략적으로 나타낸 배치도이다.

도 4는 종래기술에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, R, G, B 컬러필터층 오버레이키가 형성된 기판상에<26>

패턴영역이 형성된 마스크가 배치된 상태를 개략적으로 도시한 배치도이다.

도 5는 종래기술에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, 오버레이 키(key) 혼용시에 패턴이 겹치는 현상을<27>

보여 주는 사진이다.

도 1을 참조하면, R, G, B 컬러필터층 오버레이키(20)이 기판의 가장자리를 따라 일정간격을 두고 형성되어 있<28>

으며, 상기 R, G, B 컬러필터층 오버레이키(20) 외측에 상기 R, G, B 오버레이키(20)를 감싸도록 블랙매트릭스

오버레이키(15)가 형성되어 있다.

또한, 기판의 가장자리부와 인접된 부분에는 블랙매트릭스 오버레이키(15a)가 교번으로 형성되어 있으며, 상기<29>

블랙매트릭스 오버레이키(15a)의 외측에 R, G, B 컬러필터층 오버레이키(20a)가 형성되어 있다.

도 2를 참조하면, 마스크(30)에는 패턴영역(35a, 35b, 35c)이 대각선 방향으로 형성되어 있다.<30>

그리고, 도 3을 참조하면, 기판(40)에는 일 방향으로 일정간격을 두고 R, G, B 컬러필터층 오버레이키(45a,<31>

45b, 45c)가 형성되어 있다.

도 4를 참조하면, R, G, B 컬러필터 오버레이키(45a, 45b, 45c)이 형성된 기판(40)상에 패턴영역(35a, 35b,<32>

35c)이 형성된 마스크(30)를 배치한 경우이다.

이때, 상기 B 컬러필터 오버레이키(45c)상에 마스크의 블랙매트릭스 오버레이키(35c)가 정확하게 얼라인되어<33>

있다. 하지만, R, G 컬러필터 오버레이키(45a, 45b)에는 블랙매트릭스 오버레이키(35a, 35b)가 제대로 얼라인

되지 않게 된다.

또한, 상기 블랙매트릭스 오버레이키(35a, 35b, 35c)간에는 1 픽셀 간격만큼 이격되어 있다.<34>

상기한 바와같이, 도 1을 참조하면, 기존 컬러필터 오버레이키는 R, G, B 마스크 혼용을 고려하지 않고 설계되<35>

어 있다.

현재 R, G, B 형성공정은 마스크 오염이나 마스크 결함발생시에 R, G, B 마스크를 혼용해서 사용하는 경우가<36>

빈번하게 발생한다.

이러한 경우 현재의 컬러필터 오버레이키 또는 더미키는, 도 5에서와 같이, 패턴의 겹침이 발생하거나 패턴이<37>

이동되는 경우가 발생할 경우, 오버레이 측정이 불가능하거나 측정이 가능하더라도 위치가 이동되어 양산 적용

시에 측정 에러 (error)가 발생할 수 있다.

한편, 현재의 오버레이 구조에서는 R, G, B 마스크 혼용시에는 측정이 불가능하기 때문에 오버레이 데이터를<38>

지속적으로 확보할 수 없게 된다.

즉, 오버레이 관리를 통한 사전 여과(filtering) 기능 및 모니터링 기능을 할 수 없게 된다는 단점이<39>

발생한다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이에 본 발명은 상기 종래기술의 제반 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로서, 본 발명의 목적은 R, G, B<40>

마스크 혼용 가능한 설계를 통하여 오버레이키 (overlay key) 또는 더미키(dummy key) 적용시에 측정하던 데이

터를 혼용여부에 관계없이 안정적으로 측정 및 관리할 수 있는 액정표시소자의 오버레이키 및 이를 형성하는
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방법을 제공함에 있다.

또한, 본 발명의 다른 목적은 각 컬러필터층별 관리 데이터 정량화가 가능하고, 공정의 상태를 꾸준하게 관리<41>

하고 확인할 수 있는 액정표시소자의 오버레이키 및 이를 형성하는 방법을 제공함에 있다.

그리고, 본 발명의 또다른 목적은 컬러필터층별 오버레이로 패턴 이동 발생시와 R, G, B의 단차 변동에 의한<42>

단차 변동에 의한 체적 변동으로 인한 액정마진 변동을 예측 및 모니터링할 수 있어 관리치를 벗어 났을 경우

중력/미충진 발생을 최소화할 수 있는 액정표시소자의 오버레이키 및 이를 형성하는 방법을 제공함에 있다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시소자의 오버레이키 구조는 3행 9열의 간격으로 분할된 컬러<43>

필터 오버레이 키(overlay key); 각 행마다 3개의 패턴을 1, 5, 9열에 배치한 블랙매트릭스; 1행에 3개의 패턴

을 1, 4, 7열에 배치한 적색마스크; 2행에 3개의 패턴을 2, 5, 8열에 배치한 녹색마스크; 및 3행에 3개의 패턴

을 3, 6, 9열에 배치한 청색마스크;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로한다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시소자의 오버레이키를 형성하는 방법은 3행 9열의 간격으로<44>

분할된 컬러필터 오버레이 키(overlay key) 영역을 제공하는 단계; 블랙매트릭스패턴을 각 행마다 3개의 패턴을

1, 5, 9열에 배치하는 단계; 적색(red) 마스크를 1행에 3개의 패턴을 1, 4, 7열에 배치하는 단계; 녹색(green)

마스크를 2행에 3개의 패턴을 2, 5, 8열에 배치하는 단계; 및 청색 마스크를 3행에 3개의 패턴을 3, 6, 9열에

배치하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로한다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시소자의 오버레이키는 일정간격을 두고 수직 및 수평방향으<45>

로 복수개의 R, G, B 컬러필터층 오버레이키가 형성된 기판; 및 상기 복수개의 R, G, B 컬러필터층 오버레이키

상에 정렬되고, 적어도 하나 이상의 패턴영역이 대각선 방향으로 일정간격을 두고 형성된 마스크;를 포함하여

구성되는 것을 특징으로한다. 

    발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명에 따른 액정표시소자의 오버레이키 및 이를 형성하는 방법에 대해 첨부된 도면을 참조하여 상세<46>

히 설명한다.

도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, R, G, B 컬러필터층이 형성된 기판에 대<47>

각선방향으로 블랙매트릭스 오버레이키가 형성된 마스크를 배치한 개략도이다.

도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, R, G, B 컬러필터 오버레이키와 블랙매<48>

트릭스 오버레이키가 배치된 상태를 확대도시한 평면도이다.

도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, 마스크상에 수직방향으로 형성된 블<49>

랙매트릭스 오버레이키와 컬러필터층 오버레이키가 배치된 상태의 평면도이다.

도 6을 참조하면, 본 발명의 일시예에 따른 액정표시소자 제조방법은 R, G, B 마스크 혼용원리가 1 픽셀 단축방<50>

향의 간격을 마스크키(115)와 기판 키(120a, 120b, 120c)를 얼라인하는 것이다.

이는 오버레이키에도 적용할 경우 현재의 패턴은 그 크기가 크기때문에 횡배열에서는 간섭이 발생하게 된다.<51>

따라서, 패턴의 크기를 고려하여 간섭이 발생하지 않을 수 있도록 횡배열의 원리와 수직배열의 원리를 접목시켜<52>

오버레이 키 배치를 한 것이다.

한편, 도 7을 참조하면, 패턴내의 크기 및 간격에 대한 설정은 다음과 같다.<53>

오버레이(overlay) 측정은 X 이동(shift) = (a-b)/2이고, Y 이동(shift) = (c-d)/2이다. 또한, 사각형 내의 명<54>

암을 구비해서 거리차를 구한다.

또한, 블랙매트릭스패턴(115)의 크기(W1)는 약 30 μm 이상이며, W2는 1 픽셀의 단축간격을 나타낸다.<55>

본 발명의 일실시예의 경우, 마스크 혼용시 R, G, B 오버레이 확인이 가능하지만, 패턴 크기에 따라 제약이 발<56>

생할 수 있다.

즉, 1 픽셀 단축 간격(W2)을 충분히 확보한 경우에는 오버레이 영역의 최소화가 가장 이상적이지만, 그렇지 않<57>

은 경우 패턴간 간섭이 발생하여 마스크 혼용여부에 관계없이 측정 제약이 발생할 수 있다.

한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 오버레이키를 이용한 액정표시소자 제조방법에 대해 도 8을 참조하여 설명<58>
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하면 다음과 같다.

컬러필터 오버레이 키(overlay key) 영역을 3행 9열의 간격으로 나누었을때, 블랙매트릭스패턴(315)의 위치는<59>

각 행마다 3개의 패턴을 1, 5, 9열에 배치한다.

먼저, 적색(red) 마스크(320a)는 1행에 3개의 패턴을 1, 4, 7열에 배치하고, 1열을 A, 4열을 B, 7열을 C라고 할<60>

때, 정상일 경우는 블랙매트릭스(315)의 1행 1열의 패턴내에 적색(red)의 A가 배치되고, 녹색(green)과 혼용시

에는 블랙매트릭스(315)의 1행 5열의 패턴내에 적색(red)의 B가 배치되고, 청색(blue)과 혼용시에는 블랙매트릭

스(315)의 1행 9열의 패턴내에 적색(red)의 C가 배치된다.

또한, 녹색(green) 마스크(320b)는 2행에 3개의 패턴을 2, 5, 8열에 배치하고, 2열을 A, 5열을 B, 8열을 C라고<61>

할때, 정상일 경우는 블랙매트릭스(315)의 2행 5열의 패턴내에 녹색(green)의 B가 배치되고, 적색(red) 혼용시

에는 블랙매트릭스(315)의 2행 1열의 패턴내에 녹색(green)의 A가 배치되고, 청색(blue)와 혼용시에는 블랙매트

릭스(315)의 2행 9열의 패턴내에 녹색(green)의 C가 배치된다.

그리고, 청색 마스크(320c)는 3행에 3개의 패턴을 3, 6, 9열에 배치하고, 3열을 A, 6열을 C라고 할때, 정상일<62>

경우는 블랙매트릭스(115)의 3행 9열의 패턴내에 청색(blue)의 C가 배치되고, 녹색(green)과 혼용시에는 블랙매

트릭스(315)의 3행 5열의 패턴내에 청색(blue)의 B가 배치되고, 적색(red)과 혼용시에는 블랙매트릭스(315)의 3

행 1열의 패턴에 청색(blue)의 A가 배치된다.

기존의 횡배열의 구조 테스트시에 오버레이키영역보다 작기 때문에 양산 적용에 문제가 없다.<63>

또한, 모델에 따라 픽셀의 크기가 다르기 때문에 1 픽셀 단축의 크기에 따라 본 발명의 제1 및 2 실시예를 적용<64>

하면 R, G, B 혼용에 상관없이 오버레이 데이터를 지속적으로 안정적으로 측정할 수 있다.

한편, 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙련된 당업자는 하기<65>

의 특허청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위내에서 본 발명을 다양하게

수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

    발명의 효과

상기에서 설명한 바와같이, 본 발명에 따른 액정표시소자의 오버레이키 및 이를 형성하는 방법에 의하면 다음과<66>

같은 효과가 있다.

본 발명에 따른 액정표시소자의 오버레이키 및 이를 형성하는 방법은 R, G, B 마스크 혼용 가능한 설계를 통하<67>

여 오버레이키 (overlay key) 또는 더미키(dummy key) 적용시에 측정하던 데이터를 혼용여부에 관계없이 안정

적으로 측정 및 관리할 수 있다.

또한, 본 발명에 따른 액정표시소자의 오버레이키 및 이를 형성하는 방법은 각 컬러필터층별 관리 데이터 정량<68>

화가 가능하고, 공정의 상태를 꾸준하게 관리하고 확인할 수 있다.

그리고, 본 발명에 따른 액정표시소자의 오버레이키 및 이를 형성하는 방법은 컬러필터층별 오버레이로 패턴 이<69>

동 발생시와 R, G, B의 단차 변동에 의한 단차 변동에 의한 체적 변동으로 인한 액정마진 변동을 예측 및 모니

터링할 수 있어 관리치를 벗어 났을 경우 중력/미충진 발생을 최소화할 수 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 종래기술에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, 기판상에 블랙매트릭스와 컬러필터층의 오버레이<1>

키 배치도.

도 2는 종래기술에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, 패턴영역이 형성된 마스크를 개략적으로 나타낸 배<2>

치도.

도 3은 종래기술에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, R, G, B 컬러필터층 오버레이키가 형성된 기판을<3>

개략적으로 나타낸 배치도.

도 4는 종래기술에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, R, G, B 컬러필터층 오버레이키가 형성된 기판상에<4>

패턴영역이 형성된 마스크가 배치된 상태를 개략적으로 도시한 배치도.

도 5는 종래기술에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, 오버레이 키(key) 혼용시에 패턴이 겹치는 현상을<5>
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보여 주는 사진.

도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, R, G, B 컬러필터층이 형성된 기판에 대<6>

각선방향으로 블랙매트릭스 오버레이키가 형성된 마스크를 배치한 개략도.

도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, R, G, B 컬러필터 오버레이키와 블랙매<7>

트릭스 오버레이키가 배치된 상태를 확대도시한 평면도.

도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정표시소자의 제조방법에 있어서, 마스크상에 수직방향으로 형성된 블<8>

랙매트릭스 오버레이키와 컬러필터층 오버레이키가 배치된 상태의 평면도.

- 도면의 주요부분에 대한 부호설명 -<9>

100 : 기판 115 : 블랙매트릭스키<10>

120a, 120b, 120c : R, G, B 컬러필터키<11>

300 : 기판 315 : 블랙매트릭스키<12>

320a, 320b, 320c : R, G, B 컬러필터키<13>

도면

    도면1
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摘要(译)

用途：提供LCD装置的叠加键及其形成方法，以设计叠加键的配置，以
混合RGB（红色，绿色和蓝色）掩模，从而测量和管理在应用叠加键或
虚拟键时测量的数据无论是否混合RGB蒙版。组织：彩色滤镜覆盖键
（320a~320c）分为三行九列的间隔。在黑矩阵（315）上的每行中的第
一，第五和第九列中布置三个图案。在红色掩模上的第一行中的第一，
第四和第七列中设置三个图案。三个图案设置在绿色掩模上的第二行中
的第二，第五和第八列中。在蓝色掩模上的第三行中，三个图案布置在
第三，第六和第九列中。©KIPO 2008
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